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(g) Strahlungshartbare Massen, enthaltend Phenylglyoxylate 
@ Strahlungshartbare Massen, enthaltend 

10 bis 100 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse der 

strahlungshartbaren Verbindungen, Urethanacrylate und 

0,1 bis 10 Gew.-Teile, bezogen auf 100 Gew.-Teile strah- 
lungshartbare Verbindungen, eines Photo initiators PI 

Oder eines Gemisches von PI mit anderen Photoinitiato- 

ren, wobei es sich bei PI um Phenylglyoxylsaure, deren 

Ester Oder Saize, mit Ausnahme der Ammoniumsaize, 

Oder Derivate der vorstehenden Verbindungen handelt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung belriffi slrahlungshartbare Massen, enlhaltend 10 bis 100 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der 
strahlungshartbaren Verbindungen, Urethanacrylaie und 0,1 bis 10 Gew. Teile. bezogen auf 100 Gew.-Teile sirahlungs- 

5 hartbare Verbindungen, eines Photoinitiators PI oder eines Geniisches von PI mil anderen Photoinitiaioren, wobei es 
sich bei PI um Phenylglyxylsaure, deren Ester oder Salze, mil Ausnahme der Ammoniumsalze, oder Derivate der vor- 
stehenden Verbindungen handelt. . . 

Des weiteren beuiffl die Erfindung die Verwendung der strahlungshartbaren Masse als Beschichtungsmittel, msbeson- 
dere im AuBenbereich, z, B. zur Lackierung von Kraftfahrzeugen oder Kraftfahrzeugteilen. 

10 Strahlungshartbare Massen werden bisher Uberwiegend fur die Beschichtung von Holz, Papier und KunstslofiFen im 
Innenbereich eingesetzl. Fur AuBenanwendungen ist eine Bestandigkeit gegen Witlerungseinflusse, eine geringe Vergil- 
bungsneigung und hohe Hydrolysestabilitat erforderlich. 

Dazu ist im allgcmeinen die Mitvenvendung von UV-Absorbem und Radikalfangem notwendig. Bei strahlungshart- 
baren Massen besteht dabei das prinzipieUe Problem, daB diese Massen fiir AuBenanwendungen einerseits trotz eines 

15 Gehalts von UV-Absoibem photochemisch induzi«t radikalisch harten und andererseits nach der Hartung trotz des fur 
die Hartung erforderlichen Gehalts an Photoinitiatoren gegen UV Licht stabil sind. Dariiber hinaus wcisen strahlungs- 
hartbare Massen im allgemeinen immcr eine starke Anfangsvergilbung auf. 

Bisher bekannte slrahlungshartbare Massen wie sie z. B. aus JP-621 325 70 und JP 621 107 79 bekannt smd, erfiillen 
die Erfordemis der Witierungsstabilitat nicht im ausreichenden MaBe. 

20 PhenylglyoxylsSure und ihre Derivate sind als Photoinitiatoren bekannL In "Angewandte Makromolekulare Chemie 
1 981 , 93(1), Seite 83-95 vi^erden von Wolfram Mayer el al. Ammoniumsalze von Phenylglyoxylsaiire und deren Verwen- 
dung'u. a. in Lacken auf Isocyanatbasis beschrieben. Ammonium-haltige >ferbindungen bewirken leichteine Vergilbung, 
derartige Photoinitioren kommen daher fur AuBenanwendungen nicht in Betracht. Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
waren daher witterungsstabile strahlungshartbare Massen. 

25 DemgemaB wurden die eingangs definierten strahlungshartbaren Massen und ihre Verwendung als Beschichtungs- 
masse im AuBenbereich gefianden. 

Die erfindungsgemaBen sU^ahlungshartbaren Massen enthalten zwingend einen Photoinitiator PI, wobei es sich um 
Phenylglyoxylsaure, deren Ester oder Salze, mit Ausnahme der Ammoniumsalze, oder Derivaten dieser \feibindungen 
handelt. Bei den Derivaten handelt es sich insbesondere um Verbindungen mit Substituenten am Phenyhing, z. B. den 

30 weiter unten stehenden Resten und R^. 

Als Salze der Phenylglyoxylsaure in Beliacht kommen z. B. die Salze der Alkalimetalle, insbesondere Lithium, Na- 
trium und Kalium. 

PhenylglyoxylsSuren und Ester der Phenylglyoxylsaure sind insbesondere solche der Formel 
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R^ steht fur ein H-Atom oder eine Ci-Cig-Alkylgruppe. Bevorzugl sleht R^ fiir eine Ci-Cg Alkylgruppe, insbesondere 
Methyl-, Ethyl, Propyl, Butyl, Hexyl. 

r2 und R^ stehen unabhangig voneinander fur ein H-Atom, eine Ci-Cig- Alkylgruppe oder eine Ci-Cig-Alkoxyguppe. 
Bevorzugl stehen R^ und R^ unabhangig voneinander fiir ein H-Atom. 

Der Phenylring ist, soweit zumindest einen der beiden Rcsle R^ und R^ kein H-Alom ist, vorzugswcise in para-Stel- 
lung (4-Position) zur Carbonylgruppe substituiert. 

Wesentliches Merkmal der Photoinitiatoren PI ist das Strukturelement 




55 wobei der PhenyWng naturlich weiter substituiert sein kann. Es kommen auch Verbindungen in Betracht, die das vorste- 
hende Strukturelement ofter, z. B. 2-4 mal enthalten. Derartige Verbindungen sind z. B. erhalUich durch Verestening von 
Phenylglyoxylsaure mil mehrwertigen Alkoholen, z. B. mil C2-C8-Diolen, -Triolen oder ^Tetraolen. genannl seien Ethy- 
lenglycol, Propylenglycol, Trimcthylolpropan, Glycerin etc. 
Im allgemeinen bestehen die Photoinitiatoren PI 

60 zu mindestens 20 Gew.-%, insbesondere 

zu mindestens 30 Gew.-%, besonders bevorzugl 

zu mindestens 40 Gew.-% aus dem obigen Strukturmerkmal. 

Das Suiikturmerkmal wird dabei unabhangig von weiteren Substituenten am Phenyhing mil 133 g/mol berechnct und 
auf das Gesamigewicht des jewciligcn Photoinitiators PI bezogen. 

65 Der Photoinitiator PI kann allein oder im Gemisch mil weiteren Photoinitiaioren verwcndet werden. Soweit Gemische 
zur Anwendung kommen, enthalten diese vorzugsweise mindeslen 20Gew.-%, besonders bevorzugl mindestens 
35 Gew.-%, ganz besonders bevorzugl mindestens 50Gew.-% eines Photoinitiators PI, bezogen auf die Gesamtmenge 
der Photoinitiatoren. 
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Photoinitiaioren, welche im Gemisch mil PI zur Anwendung kommen, sind z. B. Mono- oder Bisacylphosphinoxide, 
Benzophenone oder Hydroxyacetophenone. . . , w ^ 

Strahlungshartbare Verbindungen sind ethylenisch ungesattigte, radikalisch copolymensierbare >ferbindungen, 

ErfindungsgemaB handelt es sich bei 10 bis 100 Gew.-% dieser Verbindungen um Urethanacrylate. wobei der Begnff 
Urelhanacrylale auch die enlsprechenden Methacryiate umfassen soU, Urethanacrylate sind crhaltlich durch Umseteung 
von Polyisocyanalen mit Hydroxyalkyl(melh)acrylaten und gegebenenfalls Kettenverlangerungsmitteln wieDiole, Poly- 
ole Diamine, Polyamine oder Dilhiole oder Poly thiole. In Wasser ohne Zusatz von Eraulgatoren dispergierbare Uiethan- 
acrylate enthalten zusatziich noch ionische und/oder nicht ionische hydrophile Gruppen, welche z. B. durch Aufbaukom- 
ponenten wie Hydroxycarbonsauren ins Urethanacrylat eingebracht werden. 

Die Urethanacrylate haben vorzugsweise ein zahlenmitUeres Molgewicht von 1000 bis 30 000, insbesondere von 1500 
bis 20 000 g/mol (bestimmt durch Gelpermealionschromatographie mit Polystyrol als Standard). 

Die Urethanacrylate haben vorzugsweise einen Gehalt von 1 bis 5, besonders bevorzugt von 2 bis 4 und ganz beson- 
ders bevorzugt von 2 bis 3 Mol (Meth)acrylgruppen pro 1000 g Urethanacrylat. 

Bevorzuete Aufbaukomponenten der Urethanacrylate sind 
C,-<:o.Hydroxyalkyl(melh)acrylate, Cj-Cg- Alkandiole bzw. -polyole oder Cz-Cg-Alkanolamine als Kettenverlangerer; 
weiterhin kSnnen die Urethanacrylate auch Polyesterole oder Polyetherole als Aufbaukomponenten enthalten; bevor- 
zuete Polyisocyanate sind ^ L , J ■ 
Dicyclohexylmethan-4,4*-diisocyanat, Hexamethylendiisocyanat, Isophorondiisocyanat, Tetramethylen-dnsocyanat, 
Trimethylhexamcthylen-diisocyanat, Addukte von solchen Isocyanaten an mehrfunktionelle Alkoholen wie TVimethy- 
lolpropan, Di- Oder TYimerisationsprodukte der Isocyanate, wie Biureie Oder Isocyanurate. ^ ^. 

Bevorzugt sind aUphatische Polyisocyanate, wobei der Begriflf aUphatisch auch nicht aromatische ahcychsche Verbin- 
dungen einschlieBen soil. . . ^. 11 r 11 • 

Bevorzuete Urethanacrylate sind aUphatische Urethanacrylate a), welche aromatische Ringsysteme allenfalls in unter- 
geordneten Mengen von z. B. weniger als 5 Gew.-%. bezogcn auf die Urethanacrylate. und besonders bevorzugt keine 
aromatischen Ringsysteme enthalten. . . , 

Neben Urethanacrylaten kann die sU^hlungshartbare Masse andere ethylenisch ungesatUgte. radikalisch polymensier- 

bare Verbindungen enthalten. . y> i^- c -4- 

In Betracht kommen insbesondere Poly(meth)acrylate b) von aUphatischen Polyolen, insbesondere 2 bis 5 werUgen 
Alkoholen, die neben den Hydroxylgruppen keine weiteren funktioneUen Gruppen oder aUenfaUs Elheigruppen enthal- 

%eispiele solcher Alkohole sind bifunkUonelle Alkohole, wie Ethylenglykol. Propylenglykol, und deren hoher kori- 
densierte Vertreter, z. B. wie Diethylenglykol, Triethylenglykol, Dipropylenglykol, TCpropylenglykol ect Butandiol, 
Pentandiol Hexandiol, Neopentylglykol, Cyclohexandimethanol, trifunktionelle und hoherfunkUonelle Alkohole, wie 
Glycerin, THmethylolpropan, Buiantriol, Trimethylolelhan, Pentaerythrit, Dilrimethylolpropan, DipenUarythnl, Sorbit, 
Mannit und die entsprechenden alkoxylierten, insbesondere eihoxy- und propoxylierle Alkohole. 

CJeeignete Poly(meth)acrylate b) haben insbesondere ein Molgewicht unter 1000 g/mol, besonders bevorzugt unter 
600 g/mol und haben 2 bis 4 (Meth)acrylgruppen im Molekiihl, d. h. es handelt sich um Di-, Tri oder Telraacrylate. 

Weitere von a) und b) verschiedene Verbindungen mit mindestens einer (Meth)acrylgruppe c) sind z. B. Polysteracry- 
late, Epoxidacrylate oder auch Monoacrylate wie Butylacrylat, Cyclohexylacrylat ect. Monoacrylate werden insbeson- 
dere als zusalzlichen Reaktivverdunner eingesetzt. J . 1 1.- J 

Bei alien vorstehenden Verbindungen sind grundsatzUch die Acrylverbindungen gegeniiber den Methacrylverbindun- 

^^Di^e su^ungshartbaren Massen konnen auch strahlungshartbare Verbindungen ohne Acrylgruppen enthalten (Verbn- 
dungen d)) In Betracht kommen z. B. Vinyl- oder AUylgruppen enthaltende Verbindungen wie Vmylester, aromatische 
Vinylverbindungen, z. B. Styrol, Vmylether, deren Oligomere oder Polymere, auch ungesattigte Polyester ect. 

Bevorzugt setzt sich ihre Gesamtmenge dei sUrahlungshartbaren Verbindungen wie folgt zusammen aus 
10 bis 90 Gew.-%, besonders bevorzugt 40 bis 80 Gew.-% a), 
10 bis 90 Gew.-%, besonders bevorzugt 20 bis 60 Gew.-% b), 
0 bis 50 Gew.-%, besonders bevorzugt 0 bis 20 Gew.-% c), 

0 bis 50 Gew.-%, besonders bevorzugt Obis 10 Gew.-%d) T^ u i. 

Bevorzugt enthaltend die strahlungshartbaren Verbindungen nur geringe oder keine aromaUschen Anteile. Der Oehalt 
an aromatischen C-Atomen (d. h. C-Atomen, die Bestandteile eines aromatischen Ringsystems sind) liegt vorzugsweise 
unter 5 Gew.-%, besonders bevorzugt unter 2 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt unter 0,5 Gew.-%. bezogen auf die Ge- 
samtmenge der strahlungshartbaren Verbindungen, Insbesondere liegt er bei 0%. . , • 

Die strahlungshartbaren Verbindungen konnen in den strahlungshartbaren Massen losungsmittelfrei, gelost in organi- 
schen Losungsmitteln oder dispeigiert in Wasser vorliegen. 

Bevorzugt sind losungsmittelfireie und insbesondere waBrige Systeme. , „ . 

Die strahlungshartbaren Verbindungen konnen dazu mit Hilfe von Emulgatoren oder SchutzkoUoiden in Wasser dis- 
pergiert werden, faUs die Verbindungen nicht schon durch einen Gehalt von hydrophilen Gruppen selbst dispergierbar 
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Neben den Photoinitiatoren und su-ahlungshartbaren Verbindungen konnen die strahlungshartbaren Massen weitere 
Bestandteile enthalten. Genannt seien insbesondere Rgmente, Verlaufsmittel und SubiUsaloren. Bei Anwendungen im 
AuBenbereich, d. h. Tur Beschichtungen, welche dem Tageslicht direkt ausgesetzl sind, enthalten die Massen insbeson- 
dere UV- Absorber und Radikalfanger. . J TT J U U 

UV Absorber wandehi UV-Strahlung in Warmeenergie um. Bekannte UV-Absorber smd Hydroxybenzophenone. 
Benzotriazole,Zimtsaureester undOxalanilide. ^ a • i 

Radikalfanger binden intermedar gebildete Radikale. Bedeulende Radikalfanger sind stensch gehinderte Amine, wel- 
che als HALS (Hindered Amine Light Sabilizers) bekannt sind. 
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Fiir AuBenanwendungen betrSgt der Gehall an UV-Absorbem und Radikalfangem insgcsamt voraugsweise 0,1 bis 
5 Gew.-lfeilc, besonders bevorzugt 0,5 bis 4 Gew.-Teile, bezogen auf 100 Gew.-lbilc der slrahlungshartbaren Verbindun- 

Im ubrigen kann die slrahlungshartbare Masse neben strahlungshartbaren \ferbindungen auch noch Verbindungen ent- 
halten, die durch andeie chemische Reaktionen zur Hartung beitragen. In Betracht kommen z. B. Polyisocyanate, welche 
mil Hydroxyl- oder Amingruppen vemelzen. . • « ^ u 

Die strahlungshartbaren Massen eignen sich als Beschichtungsmasse. Es komm«i unterschiedbche Substrate, z.±i. 
Metall, Holz, Kunststoff in Betracht Es kann sich um Schutzbeschichtungen oder dekorative Beschichtungen handeln. 
Insbesondere eignen sich die erfindungsgemaBen strahlungshartbaren Masse als Beschichtungsmasse, welche im AuBen- 
bereich Anwendung finden, also dem Tageslicht ausgesetzt sind. t» u 

Derartige Anwendungen sind z, B. AuBenbeschichtungen von Gebauden oder Gebaudeteilen. Beschichtungen aut 
Fahrzeugen, insbesondere auf Kraftfahrzeugen wie Personenkraftwagen, Lastkraftwagen (kurzc Automobile) Schienen- 

fahrzeuge, Flugzeuge. , « , t>i_ i ^\ 

Die erfindungsgemaBen strahlungshartbaren Massen eignen sich insbesondere als Klarlack (auch Decklack) von 
Kraftfahrzeugen. Der Klarlack eines Kraftfahrzeuges ist die auBerste, der Witterung ausgesetzte LackschichL 

Die strahlungshartbaren Beschichtungsmassen konnen durch die bekannten Methoden auf die zu beschichtenden Sub- 
strate aufgebracht werden. In Betracht kommen insbesondere Auftragsverfahren wie Spritzen, Aufrollen, Aufrakeln. 

Die Hartung kann durch Strahlenhartung mit UV-Licht erfolgen, wozu unter Umstanden auch der UV-Anteildes Ta- 
geslichts ausreichen kann. Vorzugsweise werden jedoch handelsubUche U V-Lampen zur Strahlenhartung verwendet. 

Die mil den erfindungsgemaBen siiahlenhartbaren Massen heigestellten Massen zeigen eine hohe BesiSndigkeit gegen 
Witteningseinfiusse, insbesondere eine geringe Vergilbungsneigung und eine hohe HydrolysestabiUtat. Insbesondere ist 
auch ihre bei der UV-Hartung haufig auftretende Anfangsvergilbung kaum zu beobachten. 

Beispiel 1 

Es wird ein Lack hergesteUt aus 70 Gew.-% eines Umseuungsprodukts von Hydroxyethylacrylat mit dem Isocy anurat 
von Hexamelhylendiisocyanat, 30 Gew.-% Hexandioldiacrylat und 4 Gew.-%, bezogen auf die Gesamlmenge der Acry- 
late, des Photoiniliators Phenylglyoxylsauremelhylester. _ 

Der Lack wird mit einem Kastenrakel mit 200 um Spalt auf ein weiB lackiertes Blech aufgeU^gen und mit 10 m/min in 
einer 1ST Belichtungsanlage mit ca. 1800 mJ/cm^ gehartet. Direkt nach der Belichtung und in bestimmten Zeitabstanden 
danach wird faibmelrisch gemaB DIN 6174 der b*, welcher ein MeBwert fiir die \fergilbung ist, bestinmit. Die Tfempera- 
tur war 37*»C. Der b* Wert ist 2,5. 

Vergleichsbeispiele 

Es wird ein Lack wie in Beispiel 1 heigestellt, nur werden anstatt des Phenylglyoxylats folgende Photoinitiatoren ein- 
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VI : Campherchinon 
V2: Benzildimethylkeul (BDMK) 
40 V3: Iigacure® 500 (Mischung von Irgacure 184 und Benzophenon) 
V4: Irgacure 184 (l-Hydroxycyclohexylphenylketon) 
V5: Darocure® 1 173 (Hydroxyacetophenon) 
V6: Benzophenon 

Es resultiraren folgende Vergilbungswerte (b*): 



Zeit 
n.Bel. 
(h) 


Bei- 
spiel 1 


VI 


V2 


V3 


V4 


V5 


V6 


0 


2,5 


44,1 


17 


8,5 


6,8 


5,5 


2,7 


0,5 


2,3 


44,5 


17 


8,2 


6,7 


5,0 


2,1 


1 


2,2 


43,5 


17 


8,7 


6,6 


4,7 


1,9 


5 


2,1 


42,5 


15,5 


6,8 


5,8 


3,8 


1,6 


24 . 


1,7 


41,5 


10,7 


3,5 


4,6 


3,4 


1,3 



Nach 24 h Lagerung bei Raumtemperatur werden die Bleche 30 min bei 100°C getempert. Folgende b* Werte resul- 
60 tieren: 



Temperung 
(h/100<»C) 


Bei- 
spiel 
1 


VI 


V2 


V3 


V4 


V5 


V6 


0,5 


1,7 


3,2 


2,9 


1,7 


2,3 


2,6 


1,2 
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Danach werden die Bleche im Sunlest (Heacus Suntest CPS+) unter beschleunigten Bedingungen in ihrer \feigil- 
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bungsneigung an T^ges- bzw. Sonnenlicht untersucht. Die Temperatur im Priifraum betrug 37**C. 
Es resultieren folgende Vergiibungswerte (b*): 



Zeit 
(h) 


Bei- 
spiel 1 


VI 


V2 


V3 


V4 


V5 


V6 


0 


1,7 


3,2 


2.9 


1,7 


2,3 


2,6 


1.2 


5 


2,4 


3.8 


22, 5 


9,0 


3,0 


7.9 


7.0 


90 


4.6 


5,6 


14,8 


8,7 


3,4 


6.4 


7.5 


480 


6.8 


7,0 


14,8 


9.1 


5,0 


9,0 


7,8 


1000 


3,1 


3,6 


15,3 


9.4 


3.0 


12.8 


8,2 
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Beispiel 2 

Es wird ein Lack hergestellt aus 70 Gew.-% eines Umsetzungsprodukts von Hydroxyethyiacrylat mit dem Isocyanurat 
von Hexamethylendiisocyanat, 30 Gew.-% Hexandioldiacrylat und 4 Gew.-%, bezxjgen auf die Gesamtinenge der Aery- 2b 
late, des Photoinitiators Phenylglyoxyisaure. r^ i • - 

Der Lack wird mit einem Kastenrakel mit 200 urn Spall auf ein weiB lackiertes Blech aufgetragen und mil 10 m/min in 
einer 1ST Belichtungsanlage mit ca. 1 800 mJ/cm^ gehartet. Direkt nach der Bclichtung und in bestimmten ZeitabstSnden 
danach wird farbmetrisch der b* Wert bestinunt. 

25 



zeit n. Bel. (h) 


Beispiel 2 


0 


1,9 


0,5 


1,4 


1 


1,2 


5 


0,8 


24 


0,7 



Patentanspriiche 

L Strahlungshartbare Massen, enthaltend 10 bis 100 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der strahlungshartba- 40 
rcn Verbindungen, Urethanacrylate und 0,1 bis 10 Gew. Teile, bezogen auf 100 Gew. Teile strahlungshartbare Ver- 
bindungen, eines Photoinitiators PI oder dnes Gemisches von PI mit anderen Photoinitiatoren, wobei es sich bei PI 
um Phenylglyoxyisaure, deren Ester oder Salze, mit Ausnahme der Ammoniumsalze, oder Deri vate der vorstehen- 
den Verbindungen handelt 

2. Strahlungshartbare Massen gemaB Anspruch 1 , wobei die Photoinitiatoren PI zumindest zu 20 Gew.-% aus dem 45 
Strukturelement 
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berechnet mit 133 g/mol, unabhangig von weitM^n Substituenten am Phenylring, bestchen. 

3. Strahlungshartbare Massen gemaB Anspruch 1 oder 2, wobei es sich bei den Photoinitiatoren PI um solche der 55 
Formel 



O 




in der fiir H. Ci-Oig-Alkyl 

und und R^ unabhanigig voneinander fur ein H-Atom, Ci-Cig-Alkyl, Ci-Cig-Alkoxy stehen, handelt. 
4. Strahlungshartbare Massen gemafi einem der Anspruche 1 bis 3, wobei die strahlungshartbare Masse einen Pho- 
toinitiator PI oder ein Photoinitiatorgemisch, welches zu mindestens 20Gew.-% aus einem Photoinitiator PI be- 
steht, enthalt. 



5 
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5, Strahlungshartbare Massen gemaB einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei es sich bei den Urethanacrylaten a) um 
aliphatische Urethancrylate handelt. 

6. Strahlungshartbare Massen gemaB einem der Anspriiche 1 bis 5, wobei die Urelhanacrylate eine FunkUonahtat 
von im Mittel 2 bis 5 Mol (Meth)acrylgruppen pro 1000 g Ureihanacrylat haben. 

5 7. Strahlungshartbare Massen gemaB einem der Anspriiche 1 bis 6, wobei sich die Gesamlmenge der strahlungs- 

hartbaren Verbindungen zusammensetzt aus: 
10 bis 90 Gew.-% aliphatischen Urethanacrylaten a), 
10 bis 90 Gew.-% P6ly(meth)acrylaten von aliphatischen Polyolen b) 

0 bis 50 Gew.-% von a) und b) verschiedenen Verbindungen mit mindesten 1 (Meth)acrylgruppe c) und 
10 0 bis 50 Gew.-% slrahlungshartbaren Verbindungen ohne (Meth)acrylgruppen d). 

8. Verwendung der strahlungshartbaren Massen gemafi einem der Anspriiche 1 bis 7 als Beschichtungsmasse fur 
Au Benanwendungen. 

9. Verwendung der slrahlungshartbaren Massen gemaB Anspruch 1 bis 7 zur Beschichtung von Fahrzeugkarosse- 
rien Oder Fahrzeugteilen. j v- *wp w 

15 10. Verwendung der strahlungshartbaren Massen gemafi einem der Anspriiche 1 bis 7 als Klarlack in der Kraftfahr- 

zeuglackierung. 

1 1 . Mit einer strahlungshartbaren Masse gemaB einem der Anspriiche 1 bis 7 beschichtete Substrate. 

20 
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